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【はじめに】界面ナノ電子化学の活動は新領域の頃を含め 10 年目を迎えようとしてい

る。講演会セッションの質疑応答以上に深い議論がしたいと始めた研究会は、このシン

ポジウムや、セミナー、ワーキンググループと活動の幅を広げてきた。そして、暗黙知

の共鳴場[1]を形成しようというスタート時の思い[2]は関係者の間で[3]現在も受け継がれ

てきた。これは半導体製造プロセスにおける洗浄技術の位置付け[4]が関係しているのか

もしれない。節目のシンポジウムで、これまでの活動を振り返るとともに、今後の展開

を考えてみたい。 

 

【活動内容】界面ナノ電子化学研究会では双方向の「場」を形成するよう意識して、こ

れまで各種イベントを開催している。シンポジウム（講演会）：50～100 人規模で一方向

になる部分もあるが、必ず懇親会を開催し交流を図る「場」を作っている。セミナー：

昨年 12 月に開催したナノインタラクティブセミナーは 30 名程の人数で、講演者－参加

者、学術－産業、の積極的な双方向のディスカッションが、その名の通り行うことがで

きた。ワーキンググループ：10～20 名で開催している。コアなテーマを選び、最近では

ファシリテータを中心にワークショップ形式を採用し、現象の理論的解明を行うべく活

動を行っている。 

 

【今後の展開】産業界関係者が 9 割以上を占める INE において、前述のような理論的解

明を推進する動きが活発になってきた。暗黙知で終わらせることなく、知を創造し、そ

れを展開する「場」が必要であると認識できる。産業界に見られなくなった研究所の役

割、アイデアの源泉を期待される部分もあり、「暗黙知の共鳴場」への期待にどのよう

に応えていくか、INE に問われているものはあまりにも大きい。 
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